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摘要(译)

本发明提供一种能够稳定且连续地制造相对于OCB方式的液晶显示装置
具有优异的光学补偿功能、且光学不均小的光学补偿薄膜的方法。提供
由该方法得到的光学补偿薄膜、使用该光学补偿薄膜的偏振片、液晶显
示装置。所述光学补偿薄膜的制造方法具有以下工序：在支撑体上涂布
含有聚合性液晶化合物的涂布液，形成液晶化合物层的工序；将上述液
晶化合物层干燥后，使上述液晶化合物取向并将该取向固定，从而形成
光学各向异性层的工序；固定上述液晶化合物的取向后，进一步在加热
温度为40℃～150℃、加热时间为5秒～3000秒的条件下加热上述光学各
向异性层的工序。
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